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El invento se refiere a un dispositivo de estam­
par con un bastidor verticalmente conducido, que soporta Is 
matriz y conduce verticalmente al troquel de estampar y 
que al tropezar.el troquel de estampar con el material a 
estampar es desplazado a través de éste hasta que la matrií 
viene a aplicarse al material a estampar, atacando en el 
bastidor, para el retomo del bastidor a una posición de 
Partida ajustable, un muelle de recuperación y un peso de 
compensación que es desplazable longitudinalmente en un 
brazo de balanza, sobre cuyo tramo de brazo libre más cor­
to descansa el bastidor conducido, mientras que en el tra­
mo de brazo más largo ataca el muelle de recuperación uni­
do con el bastidor, y el brazo de balanza está apoyado de 
manera basculable en el extremo superior de un vástago de 
émbolo desplazable en altura.

En los dispositivos de estampar relativamente 
pequeños y ligeros de este tipa es de importancia secunda­
ria el camino de desplazamiento del bastidor, aun cuando 
el peso dispuesto en el tramo más largo del brazo de balan 
za ha de recorrer un camino mayor en un múltiplo que el 
bastidor de estampar. En los dispositivos de estampar de 
la clase citada en los que el bastidor y, en consecuencia, 
el peso dispuesto en el tramo más largo del brazo de balan 
za son grandes, es de importancia el camino recorrido por 
el peso. Si la distancia de la matriz al lado inferior del 
material a estampar asciende, por ejemplo, a 8 mm y la re­
lación de la longitud del tramo más corto del brazo de ba­
lanza a la distancia del peso, con respecto al punto de bas 
culaoión del brazo de balanza es de 1 : 10, el peso ha de 
recorrer un camino diez veces mayor que la matriz, es de-
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cir, 80 mm. La masa del peso grande experimenta entonces 
una aceleración tal que se perjudica el funcionamiento de 
la estampa o lien son necesarios medios adicionales que en­
carecen el dispositivo para detener nuevamente la masa del 
peso en un tiempo breve para que pueda realizarse el proce­
so de estampación. I

Está vedada una disminución de la distancia entre 
la matriz en su posición de partida y el lado inferior del 
material a estampar, ya que hay que tener en cuenta que el 
material a estampar presenta tolerancia de fabricación que 
hacen necesaria una distancia determinada entre la matriz 
y el material a estampar.

Por consiguiente, el invento se basa en el proble 
ma de mejorar el dispositivo de estampar anteriormente des­
crito según la patente principal en el sentido de que, uti­
lizando un bastidor pesado y un peso correspondientemente 
pesado en el tramo más largo del brazo de balanza, no se 
presente una elevada aceleración de la masa de este peso y,t 
por tanto, no haya que temer ningún efecto que perjudique el 
proceso de estampación ni tampoco sean necesarios medios 
costosos adicionales para detener en breve plazo la masa 
del peso grande en el tramo más largo del brazo de balanza 
para un trabajo rápido con el dispositivo de estampar.

Para resolver este problema, el invento prevó en un 
dispositivo de estampar según la patente principal que el 
bastidor lleve junto con la matriz al menos un palpador co-j 
locado en la dirección de desplazamiento de bastidor y que 
en su posición de partida sobresale de la matriz, el cual 
está unido con el cilindro del vástago de ámbolo desplaza- 
ble en altura. Cuando en lo que antecede y en lo que sigue
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se habla aquí de un vástago de émbolo desplazable en altu­
ra, pueden asociarse a éste, en caso necesario, otros vas­
tagos de émbolo idénticos, para los que se aplica en la míe 
ma medida lo que se ha dicho para el vástago de émbolo men­
cionado.

Preferiblemente, a cada lado de la matriz está 
dispuesto un palpador, estando unidos ambos palpadores con­
juntamente con el cilindro del vástago de émbolo. En lo que 
sigue se trata solo de uno de los palpadores, ya que los 
palpadores son idénticos.

El dispositivo de estampar anteriormente descri­
to permite diferentes posibilidades de utilizacién. De és­
tas es la más ventajosa y constituye otro objeto del inven 
to aquélla en la que se carga el cilindro del vástago de 
émbolo y se eleva el bastidor hasta que el palpador choca 
contra el lado inferior del material a estampar y se termi 
na el movimiento del vástago de émbolo hacia arriba, se 
baja a continuacién el troquel y mediante un desplazamientc 
adicional del bastidor hacia arriba se aplica la matriz al 
material a estampar, después de lo cual el troquel recibe 
el impulso de estampación.

Se deduce de esto que el movimiento del peso pe­
sado queda limitado a un camino que, teniendo en cuenta la 
relación del tramo corto del brazo de balanza a la distan­
cia del peso al soporte de basculación del brazo, correspon 
de a la distancia en altura del palpador en su posición de 
partida con respecto al lado superior de la matriz. Si la 
distancia de la matriz al lado inferior del material a es­
tampar se ha elegido, por ejemplo, de 8 mm y la distancia 
en altura del palpador al lado superior de la matriz ascier



5

10

15

20

25

30

H o ja  núm . 15040í

le a 2 mm, la distancia del palpador al lado inferior de la] 
?ieza de trabajo de 6 mm carece de importancia para el mo- 
rimiento del peso sobre el tramo más largo del brazo, míen-] 
;raa que, por el oontrario, es decisivo tínicamente el moví-] 
mentó del bastidor a lo largo de un camino de 2 mm* Unica- 
lente en este camino de 2 mm se desplaza también el peso enj 
1 brazo de balanza a lo largo de un camino correspondiente] 
s decir, para una relación de multiplicación del tramo de 
¡alanza corto y del tramo de balanza largo de 1 : 10 el pe-] 
o recorre un camino de solo 20 mm todavía.

Por consiguiente, el invento se basa en la idea, 
ebido a las tolerancias de masa libre del material a es- 
ambar, de subdividir la distancia necesaria entre la ma- 
riz y el lado inferior del material a estampar en un sec- 
or en el que el bastidor es levantado por medio del vásta 
o de émbolo, levantándose también en medida correspondien 
3 el brazo de balanza y, por tanto, el peso, y un segundo 
sctor sustancial más pequeño en el que el bastidor es le- 
antado estando detenido el vástago de émbolo y el peso es 
a.jado. Este pequeño camino últimamente citado del peso 
¡ipide una elevada aceleración de la masa del peso con los 
iconvenientes expuestos.

Está vedada la posibilidad de conducir la matriz 
n  el palpador desde abajo hasta el material a estampar 
ites de que se baje el troquel, ya que el material a es- 
irnpar se encuentra dispuesto en forma suelta sobre la vía 
rodillos de alimentación y sería arrastrado por la ma- 

*iz que se mueve hacia arriba antes de que se interrumpa 
movimiento ascendente del vástago de émbolo. Hay que 

ner en cuenta a este respecto que durante tal movimiento
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ascendente únicamente hace frente a la masa de la matriz coi 
el bastidor y el peso en el brazo de balanza como impulso 
de mando para la desconexión del vástago de ámbolo el peso 
propio del material a estampar que es pequeño en relación 
con la masa citada.

En el dibujo está representado un ejemplo de eje­
cución del dispositivo de acuerdo con el invento, mostran­
do:

La figura 1, un alzado lateral, y
La figura 2, una vista desde delante del disposi­

tivo,
Las figuras 3 a 5 reproducen diferentes posicio­

nes del troquel, de la matriz y de dos palpadores dispues­
tos a los lados de la misma antes y durante el proceso de 
estampar.

Sobre las partes de fundamento 1 puede moverse 
por medio del motor 2 sobre rodillos o ruedas 3, en la di­
rección de la flecha doble D, la placa de fondo 4, que lle­
va columnas verticales 5. La distancia de las columnas en 
la dirección transversal de la placa de fondo 4 ( transver­
salmente a la dirección de movimiento) corresponde aproxima 
damente al grueso del bastidor 6, el cual es conducido con 
ayuda de los caequillos 7 de las dos placas laterales 8, 9 
del bastidor 6 en las columnas. Las columnas 5 y los casqui 
líos 7 en su disposición en los lados exteriores de las pía 
cas 8, 9 del bastidor garantizan una conducción vertical 
exacta del bastidor 6 con respecto a la placa de fondo ho­
rizontalmente desplazable 4. El bastidor puede experimentar 
tambión una suspensión elástica adicional en las columnas, 
en caso de que esto sea necesario.
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El bastidor 6 está realizado a manera de un yugo 
de forma de U cuya pata 10 lleva la matriz 11, mientras 
que en la pata 12 está apoyado el troquel de estampar 13 
con sus medios de guia y de accionamiento. Cuando el tro­
quel de estampar verticalmente movible tropieza con el ma­
terial St a estampar, el bastidor 6 es elevado un poco,
Tal como se explica todavía más adelante, hasta que la ma­
triz 11 venga a aplicarse definitivamente al material a 
estampar, despuás de lo cual se da el impulso de estampar 
y al seguir bajando el troquel de estampar 13 se produce 
el agujero estampado.

La placa de fondo 4 lleva entre las placas 8,9 
del bastidor 6 un grupo de cilindro-émbolo 15 cuyo vástago 
de ámbolo 16 se puede subir y bajar en la dirección de la 
flecha 17. El extremo superior del vástago de émbolo lleva 
un eje de basculación 18 para un brazo de balanza 19 que 
se extiende, al igual que las partes 15, 16, 18, en el es­
pacio intermedio entre las dos placas 8, 9 del bastidor 6. 
El tramo más corto 20 del brazo de balanza 19 presenta un. 
rodillo 21 que se aplica desde abajo contra un apéndice 22 
de un puntal transversal 23 del bastidor 6 que une las dos 
placas 8, 9.

El tramo más largo 24 del brazo de balanza 19, 
que es basculable en torno al eje 18, sobresale con su ex­
tremo del bastidor 6 y lleva en el espacio intermedio en­
tre las placas 8, 9 un peso 25 que es desplazable en la 
dirección longitudinal del brazo de balanza 19. Preferible, 
mente, el peso 25 está configurado y dispuesto de modo que 
es conducido lateralmente por las dos placas 8, 9 sin que 
se perjudique con ello en movimiento de basculación del
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brazo de balanza 19 con el peso 25*
En el extremo libre 26 del brazo de balanza 19 

atacan unos muelles de compensación y de amortiguación 27, 
28 colocados aproximadamente en la dirección del semicírcu­
lo HK trazado en torno al apoyo 18, un extremo de los cua­
les está unido con el brazo de balanza 19, mientras que el 
segundo extremo está fijado al bastidor 6 en 29 y 30. Se 
puede variar el tensado de los dos muelles 27, 28.

En el portamatriz 32 del bastidor 6 están dis­
puestos a ambos lados de la matriz 11 unos palpadores 33 
desplazables verticalmente y, por tanto, en la dirección 
de movimiento del bastidor 6, cuyos lados frontales supe­
riores 34, como se puede apreciar en la figura 3, sobresa­
len del lado superior 35 de la matriz 11 hacia arriba en 
la distancia a en la posición de partida de los palpadores. 
La distancia de la matriz 11 al lado inferior 36 del mate­
rial St a estampar asciende en este caso a b, de modo que 
el lado frontal 34 de los palpadores presenta una distan­
cia C = b - a con respecto al material St a estampar. La 
distancia d del troquel 13 al lado superior del material a 
estampar puede ser la usual.

Los palpadores 33 están unidos en el grupo de 
cilindro-émbolo 15 a través de elementos de mando y de 
amplificación correspondientes, no representados, asi co­
mo de la línea 37 de tal manera que al reaccionar los pal­
padores 33 se termina el movimiento ascendente del vástago 
de émbolo que fue iniciado por la persona de servicio del 
dispositivo y se mantiene el vástago de émbolo 36 ai su posi­
ción alcanzada.

El funcionamiento preferido con el dispositivo30
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de estampar de acuerdo con el invento se configura de la 
manera siguiente: el bastidor 6 ocupa una posición en la 
que la matriz 11, los palpadores 33 y el troquel 13 ocupan 
la posición representada en la figura 3* Si se carga prime­
ro el grupo de cilindro-ámbolo 15, el vástago de émbolo 16 
levanta el brazo de balanza 19 y con ól, sin variación de 
su posición relativa, el bastidor 6 y el peso 25. Los pal­
padores 33 salvan entonces la distancia ̂  hasta el lado in 
ferior 36 del material St a estampar. Al incidir sobre éste 
(figura 4) se activan los palpadores y éstos paran el grupo 
de cilindro-émbolo, cuyo vástago de émbolo 16 se mantiene 
en su posición. La matriz 11 presenta ahora únicamente la 
pequeña distancia a al lado inferior del material a estam­
par. Si se mueve ahora el troquel 13 hacia abajo en la pa­
ta 12, incide sobre el material a estampar, para, en el cur 
so ulterior de su movimiento descendente, mover el bastidor 
6 a lo largo del camino a hasta que la matriz 11 encuentra 
asiento en el lado inferior del material St a estampar (fi­
gura 5), después de lo cual se transmite al troquel 13 el 
impulso de estampación.

Dado que el bastidor 6, como se ha expuesto, re­
corre solo un. pequeño camino hasta que la matriz 11 se apli 
ca al material a estampar y el peso 25 se desplaza solo du­
rante este movimiento del bastidor oon respecto a éste, re­
sulta para el peso 25 un camino relativamente pequeño tam­
bién sobre el cual no experimenta ninguna aceleración. Sien 
do las distancias a = 2 mm, b ¡= 8 mm y, por tanto, c = 6 mm 
y d = 8 mm y siendo de 1 : 10 la relación entre las distan­
cias del rodillo 21 al eje de basculaoión 18 y la distancia 
del peso 25 a este eje, resulta lo siguiente. Sin los palpa30
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dores de acuerdo con el invento el bastidor tendría que re­
correr el camino a lo largo de la distancia b = 8 mm y el 
peso 25 un camino de 80 mm. Por el contrario, con el dis­
positivo de acuerdo con el invento el bastidor 6 recorre, 
para un movimiento de basculación relativo del peso 25, 
únicamente un camino a lo largo de la distancia a = 2 mm y, 
por tanto, el peso recorre solo 20 mm, es decir, solo el 
25% del camino del peso primeramente citado, lo que tiene 
como consecuencia una aceleración correspondientemente pe­
queña de la masa del peso 25.

La unión de los palpadores 33 con el grupo de 
cilindro-ómbolo 15 puede ser preferiblemente elóctrica, pe­
ro tambión de cualquier otra clase adecuada.

REIVINDICACIONES

Los puntos de invención propia y nueva que se 
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente 
de Invención en España, por VEINTE años, son los que se re­
cogen en las reivindicaciones siguientes:

13.- Mejoras introducidas en el objeto de la pa­
tente principal NS 428.148, presentada el día 10 de Julio 
de 1974 por: "Perfeccionamientos en máquinas estampadoras 
con bastidor de movimiento vertical" el cual soporta la ma­
triz y conduce verticalmente el troquel de estampar y que 
al tropezar el troquel de estampar con el material a estam­
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par es desplazado a través de éste hasta que la matriz vie 
ne a aplicarse al material a estampar, atacando en el bas­
tidor, para el retorno del bastidor a una posición de par­
tida ajustable,'al menos un muelle de recuperación y un pe 
so de compensación que es desplazable longitudinalmente en 
un brazo de balanza, sobre cuyo tramo de brazo libre más 
corto descansa el bastidor conducido, mientras que en el 
tramo de brazo más largo ataca el muelle de recuperación 
unido con el bastidor y el brazo de balanza está apoyado 
de manera basculable en el extremo superior de un vastago 
de émbolo desplazable en altura, caracterizadas porque el 
bastidor (6) lleva junto con la matriz (11) al menos un 
palpador (33) colocado en la dirección de desplazamiento 
del bastidor y que en su posición de partida sobresale de 
la matriz, el cual está unido con el cilindro (15) del vas 
tago de émbolo (16) desplazable en altura.

2a.- Mejoras según la reivindicación 18, carac­
terizadas porque a cada lado de la matriz 11 está dispues­
to un palpador (33), estando unidos ambos palpadores con­
juntamente con el cilindro (15) del vastago de émbolo (16)*

3^.- Mejoras introducidas en el objeto de la Pa 
tente principal N$ 428.148, presentada el día 10 de Julio 
de 1974, por: "PERFECCIONAMIENTOS EN MAQUINAS ESTAMPADORAS 
CON BASTIDOR DE MOVIMIENTO VERTICAL".

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an­
tecede, representado en los dibujos que se acompañan y con 
los fines que se han especificado.
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Esta, Memoria, consta de doce hojas escritas a má 
quina por una sola cara.

MPB.
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